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令和５年度TC１７２/SC1/WG1/WG2合同委員会開催

　　１０月２５日（水）午後、港区芝公園の機械振興会館会議室において、令和５年度ISO/ TC172（光学及びフォトニクス）/SC1/WG1/WG2国内委員会が開催されました。
令和５年度のISO/TC172/SC1/WG1及びWG2国内委員会委員は、次の方々です。
＜WG1＞
氏　　名　　　　　関係委員会・組織等　　　　　　　勤務先等
平井真一郎   キヤノン㈱
　　　　　
光学機器事業本部
松山　知行
㈱ニコン       

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ事業部
佐藤　陽輔　　　オリンパスメディカルシステムズ㈱　　
光学システム開発本部
曽和　誠司    コニカミノルタ㈱

技術開発本部　先進コア技術ｾﾝﾀｰ
石井　幹彦　　　㈱ニコン　　　　　

光学本部
室谷　裕志    東海大学工学部　　　　

光・画像工学科　教授
半田　宏治　 　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　
標準機事業センター
大西　晃宏　　　㈱メイショ―テクノ

代表取締役

秋山　貴之　　　㈱ニコン　　　　　　

ｺｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ本部
木村　友紀
キヤノン㈱
　　　　　
光学機器事業本部
＜WG２＞

氏　　名　　　　　関係委員会・組織等　　　　　　　勤務先等

上田　稔　　　　オリンパスﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ㈱          医療先進技術開発
松山　知行
㈱ニコン       
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ事業部
大村　祐介　　　キヤノン㈱　　　　　　　　光学技術統括開発ｾﾝﾀｰ

佐藤　裕志　　　コニカミノルタ㈱
材料・コンポ―ネント事業部
戸枝　純也　　　㈱トプコン　　　　
特需ビジネス推進部
向井　香織　　　㈱ニコン　　　　　　　　　 光学本部
上窪　淳二　 　HOYA㈱　　　　　　　　　 光学製品開発統括部
伊藤　昌弘　　　㈱リコー　　　　　　
ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ本部光ｼｽﾃﾑ応用研究ｾﾝﾀｰ
議題

１１月開催予定の国際会議関連の確認
1.WG 1 (Convenor: Eckhard Langenbach)

1.1. ISO/PWI 9358 “Optics and Photonics – Veiling glare, stray light and

ghost reflections”の審議
1.2. ISO/AWI 11421 “Optics and photonics — Accuracy of optical transfer

function (OTF) measurement”の審議
1.3. ISO/AWI 9335 “Optics and photonics — Optical transfer function — Principles and procedures of measurement”の審議
1.4. SC 1/WG 1 + SC 3/WG 1 Joint Meeting (Convenor: Eckhard Langenbach and Ralf Jedamzik)の審議
2. WG 1 + WG 2 Joint Meeting (Convenor: Eckhard Langenbach and Richie Youngworth)

2.1. ISO/CD 10110-5 “Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 5: Surface form tolerances”の審議
2.2. ISO/CD 14999-4 “Optics and photonics — Measurement of optical elements and optical systems — Part 4: Interpretation and evaluation of surface form and wavefront deformation tolerances specified in ISO 10110”の審議
2.3. ISO 10110-16 “Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 16: Diffractive surfaces”の審議
3. WG 2 (Convenor: Richie Youngworth)

3.1. ISO/CD 10110-6 “Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 6: Centering and tilt tolerances”の審議
3.2. ISO/CD 10110-11.2 “Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 11: Non- toleranced data”の審議
3.3. Systematic Review of ISO 10110-14 “Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 14: Wavefront deformation tolerance”の審議
3.4. Systematic Review of ISO 10110-18 “Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 18: Stress birefringence, bubbles and inclusions, homogeneity, and striae”の審議
3.5. SC 1/WG 2 + SC 3/WG 2 Joint Meeting (Convenor: Richie Youngworth and Adam Phenis)の審議
関連団体短信

（一社）日本オプトメカトロニクス協会セミナー案内
１．「図面公差と計測誤差解析入門」技術講座
開催日：２０２３年１２月１４日（木）～１５日（金）１０：００～１７：００、９：００～１５：００）
会場：ハイブリッド開催　機械振興協会　別館４階　＋　オンライン
講師：齋藤晴司氏（元株式会社ニコン）
プログラム：本講座では、各部品の図面で付加する公差の値がなぜその値であるか、コストを考えた時の公差をどのように決めるか（最適化）を考えます。また、各部品での誤差とは別に、ものを製造するときの組立誤差や、調整誤差は必ず存在します。そのような誤差があるとき、完成品の性能に影響がなるべく出ないようするための方法を解説します。
講座中は座学だけでなく、光学、機械、電機系の公差設定の課題を実習して、どの公差をどの程度変更したら目標とする範囲に入るのかも求めていきます。手計算での実習とエクセルでの自動計算とそのアルゴリズムを確認して多くの問題を解いて理解を深めていただきます。 
２．「光散乱の現象と解析」技術講座
開催日：２０２３年１２月５日（木）１０：００～１７：００）
会場：オンライン開催
講師：岩井　俊昭氏（東京農工大学　名誉教授）
プログラム：本講座では、光散乱、特に散乱体が静止している場合の静的な散乱現象について、単散乱から多重散乱にわたって基礎と応用を体系的に講義する。内容としては、散乱理論の基本であるレイリー散乱、それを拡張して任意形状の散乱体に適用可能なレイリー・デバイ散乱、厳格な理論であるミー散乱、粗面からのレーザー散乱であるスペックル、そして生体組織や濃厚溶液のキャラクタリゼーションに利用される多重散乱である。内容は多岐にわたるが、理論式の導出と数値計算結果を詳細に説明し、その応用への展開を対応させることによって理解の発展を促す。
　３．「ナノ領域の光学」基礎編　技術講座
開催日：２０２４年１月１１日（木）９：００～１５：４０）
会場：ハイブリッド方式（対面+オンライン）
・機械振興会館　別館４階（日本オプトメカトロニクス協会　研修室）
・オンライン（WEB会議ツールは、Microsoft　Teams）
プログラム及び講師
「ナノ領域の光学―なぜ面白いか？何ができるのか？」
岩本　敏氏（東京大学　先端科学技術研究センター　教授）
「メタマテリアル」
田中　拓男氏（（国）理化学研究所　主任研究員）
「サブ波長格子による光波制御」
菊田　久雄氏（大阪公立大学　教授）
「メタサーフェス」
高原　淳一氏（大阪大学　教授）
「金属ナノ粒子の共鳴光散乱」
田丸　博晴氏（東京大学　特任准教授）

令和５年７月生産・出荷統計

	
	生　　産
	受　入
	出　　荷
	月末在庫

	
	数　量
	金　額

(百万円)
	数　量
	販　売
	その他
	数　量

	
	
	
	
	数　量
	金　額

(百万円)
	数　量
	

	デジタル
カメラ
	211,853
(1.16)
	11,518
(1.17)
	356,478
(1.18)
	228,029
(1.12)
	17,734
(1.12)
	352,195
(1.17)
	216,990
(1.52)

	フィルム

カメラ
	6,415
(0.93)
	8,528
(0.93)
	5,407
(0.75)
	5,814
(0.78)
	7,792
(0.79)
	5,277
(0.88)
	16,619
(1.42)

	交換レンズ


	128,916
(0.85)
	9,235
(0.82)
	401,096
(1.43)
	309,521
(1.08)
	18,612
(1.08)
	234,808
(1.45)
	1,126,926
(1.17)

	光学・精密
測定機
	21,765
(0.79)
	5,387
 (0.97)
	-
	23,201
(0.84)
	5,182
(1.02)
	-
	112,131
(1.34)

	光分析機器

	14,834
(1.07)
	26,488
(1.18)
	-
	14,151
(1.02)
	26,128
(1.14)
	-
	14,111
(1.54)

	測量機


	 2,793
(0.75)
	616
(0.93)
	-
	8,644
(0.97)
	1,356
(0.91)
	-
	14,855
(1.52)

	合　計


	  -    

	61,772
(1.05)
	-
	-


	76,804
(1.06)
	-
	-




(　　　)内は、前年度比
令和５年８月生産・出荷統計

	
	生　　産
	受　入
	出　　荷
	月末在庫

	
	数　量
	金　額

(百万円)
	数　量
	販　売
	その他
	数　量

	
	
	
	
	数　量
	金　額

(百万円)
	数　量
	

	デジタル

カメラ
	179,976
(1.22)
	9,593
(1.17)
	285,046
(1.13)
	198,464
(1.43)
	16,259
(1.62)
	281,669
(1.13)
	201,879
(1.31)

	フィルム

カメラ
	5,863
(1.04)
	7,723
(1.05)
	6,687
(1.10)
	7,208
(0.91)
	9,698
(0.93)
	5,074
(1.06)
	16,887
(1.57)

	交換レンズ


	108,769
(0.79)
	7,743
(0.77)
	332,337
(1.18)
	303,227
(1.24)
	19,497
(1.34)
	182,096
(1.17)
	1,082,709
(1.10)

	光学・精密

測定機
	21,109
(0.80)
	5,439
 (1.03)
	-
	23,401
(0.78)
	4,927
(0.88)
	-
	114,368
(1.36)

	光分析機器


	13,601
(1.02)
	23,186
(1.21)
	-
	13,822
(1.03)
	22,164
(1.13)
	-
	14,117
(1.52)

	測量機


	 3,062
(0.81)
	685
(1.00)
	-
	7,222
(0.76)
	1,294
(0.95)
	-
	15,503
(1.64)

	合　計


	  -    


	54,369
(1.07)
	-
	-


	73,839
(1.20)
	-
	-




(　　　)内は、前年度比

注） 「受入」:調査期間中に工場または倉庫に次の事由により受入れられた製品の数量

（1） 他企業から購入したもの(輸入を含む)

（2） 同一企業内の他工場から受入れたもの

（3） 委託生産品及び委託加工品を委託先の工場から受入れたもの

（4） 返品(戻入れ)されたもの　
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